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6) Verfahren zur Nachbehandlung von Aluminiumoxid-
schichten mit Alkalisilikat enthaltenden waBrigen Losungen
und dessen Verwendung bei der Herstellung von Offset-
druckplatteniragern.

Das Verfahren zur Hersteliung von platten-, folien- oder
bandférmigen Materialien auf der Basis von chemisch, me-
chanisch und/oder elektrochemisch aufgerauhtem und ano-
disch oxidiertem Aluminium oder einer seiner Legierungen
wird mit einer Nachbehandlungsstufe durchgefiihrt. in die-

N ser wird eine waBrige Alkalisilikatldsung mit einem zusétz!i-
< chen Gehalt an mindestens einer aliphatischen Hydroxy-
mono-, -di- oder -tricarbonsaure (z.B. Weinsaure), einer
aliphatischen Dicarbonsaure (z.B. Bernsteinsaure) oder ei-
nem ihrer waseridslichen Salze durch eine Tauchbehand-
Q lung oder eine elekirochemische Behandlung mit dem
m Aluminiumoxid in Wechselwirkung gebracht.
Die nach diesem Verfahren hergestellien Materialien
lﬂ finden insbesondere Verwendung ais Trager fir Offset-
druckplatten.
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Verfahren zur Nachbehandlung von Aluminiumoxidschichten
mit Alkalisilikat enthaltenden wdBrigen Ldsungen und
dessen Verwendung bei der Herstellung von Offsetdruck-
plattentrdgern

Die Erfindung betrifft ein Nachbehandlungsverfahren £fiir
aufgerauhtes und anodisch oxidiertes Aluminium, ins-
besondere von Tridgermaterialien fiir Of fsetdruckplatten
mit Alkalisilikat enthaltenden wdBrigen Ldsungen.

Tridgermaterialien fiir Of fsetdruckplatten werden entweder
vom Verbraucher direkt oder vom Hersteller vorbeschichte-
ter Druckplatten ein- oder beidseitig mit eine> strah-
lungsempfindlichen Schicht (Reprodukionsschicht) verse-
hen, mit deren Hilfe ein druckendes Bild einer Vorlage
auf photomechanischem Wege erzeugt wird. Nach Herstel-
lung dieser Druckform aus der Druckplatte trigt der
Schichttrdger die beim spdteren Drucken farbfiihrenden
Bildstellen und bildet zugleich an den beim spdteren
Drucken bildfreien Stellen (Nichtbildstellen) den hydro-
philen Bilduntergrund fiir den lithographischen Druckvor-
gangd.

An einen Schichttr&iger fiir Reproduktionsschichten zum
Herstellen von Offsetdruckplatten sind deshalb folgende
Anforderungen zu stellen:

-~ Die nach der Belichtung relativ 1l6slicher gewordenen
Teile der lichtempfindlichen Schicht miissen durch eine
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Entwicklung leicht zur Erzeugung der hydrophilen Nicht-
bildstellen riickstandsfrei vom Tr&ger zu entfernen
sein.

- Der in den Nichtbildstellen freigelegte Tr&iger muB8 eine
groBe Affinitdt zu Wasser besitzen, d. h. stark hydro-
phil sein, um beim lithographischen Druckvorgang
schnell und dauerhaft Wasser aufzunehmen und gegeniiber
der fetten Druckfarbe ausreichend abstoBend zu wirken.

- Die Haftung der lichtempfindlichen Schicht vor bzw. der
druckenden Teile der Schicht nach der Belichtung mus
in einem ausreichenden MaB gegeben sein.

Als Basismaterial filir derartige Schichttrdger kdnnen Alu-
minium-~, Stahl-, RKupfer-, Messing-~ oder Zink-, aber auch
Runststoff-Folien oder Papier verwendet werden. Diese
Rohmaterialien werden durch geeignete Operationen wie

z. B. K6rnung, Mattverchromung, oberfldchliche Oxidation
und/oder Aufbringen einer Zwischenschicht in Schichttri-
ger fiir Offsetdruckplatten iiberfihrt. Aluminium, das
heute wohl am hdufigsten verwendete Basismaterial fiir

Of fsetdruckplatten, wird nach bekannten Methoden durch
Trockenblirstung, NaBbilirstung, Sandstrahlen, chemische
und/oder elektrochemische Behandlung oberfldchlich aufge-
rauht. Zur Steigerung der Abriebfestigkeit kann das auf-
gerauhte Substrat noch einem AnOdisieruanschritt zum

Aufbau einer diinnen Oxidschicht unterworfen werden.

In der Praxis werden die Tr&dgermaterialien oftmals, ins-
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besondere anodisch oxidierte Trdgermaterialien auf der
Basis von Aluminium, 2zur Verbesserung der Schichthatf-
tung, zur Steigerung der Hydrophilie und/oder zur Er-
leichterung der Entwickelbarkeit der lichtempfindlichen
Schichten vor dem Aufbringen einer lichtempfindlichen
Schicht einem weiteren Behandlungsschritt unterzogen,

dazu zdhlen beispielsweise die folgenden Methoden:

In der DE-PS 907 147 (= US-PS 2 714 066), der DE-AS

14 71 707 (= US-PS 3 181 461 und US~-PS 3 280 734) oder
der DE-OS 25 32 769 (= US-PS 3 902 976) werden Verfahren
zur Hydrophilierung von Druckplattentrdgermaterialien
auf der Basis von gegebenenfalls anodisch oxidiertem
Aluminium beschrieben, in denen diese Materialien ohne
oder mit Einsatz von elektrischem Strom mit widBriger
Natriumsilikat~L&sung behandelt werden.

Aus der DE-PS 11 34 093 (= US-PS 3 276 868) und der DE-
PS 16 21 478_(= US-PS 4 153 461) ist es bekannt, Poly-
vinylphosphonsdure oder Mischpolymérisate,auf der Basis
von Vinylphosphonsdure, Acrylsdure und Vinylacetat zur
Hydrophilierung von Druckplattentrdgermaterialien auf
der Basis von gegebenenfalls anodisch oxidiertem Alu-

minium einzusetzen.

Diese Nachbehandlungsverfahren fiihren zwar oftmals zu
ausreichenden Ergebnissen, konnen jedoch nicht allen,
hdufig sehr komplexen Anforderungen an ein Druckplat-
tentrdgermaterial gerecht werden, so wie sie heute von
der Praxis an Hochleistungsdruckplatten gestellt werden.
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So muB beispielsweise nach der Behandlung mit Alkalisi-
likaten, die zu guter Entwickelbarkeit und Hydrophilie
fiihren, eine gewisse Verschlechterung der Lagerfihig-
keit von darauf aufgebrachten Reproduktionsschichten
hingenommen werden. Bei der Behandlung von Trdgern mit
wasserldslichen organischen Polymeren fiithrt deren qute
L3slichkeit besonders in widBrig-alkalischen Entwicklern,
wie sie iberwiegend zum Entwickeln von positiv-arbeiten-
den Reproduktionsschichten verwendet werden, zur Ab-
schwdchung der hydrophilierenden Wirkung. Auch ist die
Alkaliresistenz, die insbesondere bei Einsatz von Hoch-
leistungsentwicklern auf dem Gebiet der positiv-arbei-
tenden Reproduktionsschichten gefordert wird, nicht in
geniigendem MaBe gegeben. Gelegentlich kommt es auch,
abhdngig von der chemischen Zusammensetzung der Repro-
duktionsschichten, 2zu einer Schleierbildung in den
Nichtbildstellen, die durch absorptive Effekte hervor-
gerufen werden dlirfte. Im Stand der Technik sind auch
bereits Modifizierungen der Silikatisierungsverfahren
beschrieben worden, dazu zihlen beispielsweise:

- der Zusatz von Tensiden mit nichtionogenen und an-
ionogenen Bausteinen, gegebenenfalls auch noch von
Gelatine, zur wdBrigen Silikatldsung fiir die Tauch-
behandlung von Druckplattentrdgern aus Aluminium
und anschlieBendes Erhitzen aus der JP-0S 55 109 693
(verdffentlicht am 23. August 1980) oder der JPFOS
55 082 695 (verdffentlicht am 21. Juni 1980),
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- der Zusatz einer Kombination aus nichtionogenen und
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anionogenen Tensiden zu wdBrigen Alkalisilikatldsun-
gen flir die Tauchbehandlung von Druckplattentridgern
aus Aluminium bei 80 bis 100° C aus der FR-PS

1 162 653,

der Zusatz von wasserl®&slichen organischen Polymeren
wie Polyvinylalkohol, Polyacrylsdure, Polyacrylamid,
Polysacchariden oder Polystyrolsulfonsdure zu wadfrigen
Alkalisilikatldsungen fiir die Tauchbehandlung von Alu-
minium bei mehr als 40° C aus der EP-0S 0 0l6 298,
diese Behandlung wird speziell fiir Aluminiumbehdlter

angewandt,

ein dreistufiges Verfahren zur Erzeugung einer hydro-
philen Haftschicht auf Druckplattentrdgern aus Alumi-
nium nach der DE-AS 11 18 009 (= US-PS 2,922,715) mit
a) einer chemischen oder mechanischen Aufrauhung,

b) einer Tauchbehandlung bei mehr als 85° C in einer
widBrigen Alkalisilikatl®sung und c) einer abschlieBen-
den Tauchbehandlung bei Raumtemperatur in einer wiBri-
gen Citronen- oder Weinsdureldsung zur Neutralisation

des in b) erzeugten Alkalis, oder

die hdrtende Nachbehandlung von durch Tauchbehandlung
in wdBrigen Alkalisilikatldsungen hergestellten Sili-
katschichten auf Druckplattentrigern aus Aluminium mit
einer widBrigen Ca(N03)2—L6sung nach den US-PS 2,882,153
und US-PS 2,882,154.
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Auch diese modifizierten Verfahren fiihren noch nicht zu
anwendungstechnisch so verbesserten Silikatschichten auf
Druckplattentrigern aus Aluminium, daB sie den weiter
oben dargestellten Anforderungen in vollem Umfang genii-
gen wiirden.

Aus der DE-AS 21 62 674 (= US—-PS 3,838,023) ist ein Ver-
fahren zum Verdichten von anodisch oxidiertem Aluminium
mit wdBrigen L&sungen durch Tauchbehandlung bei minde-
stens 90° C bekannt. Die dazu geeigneten wiBrigen L&sun-
gen sollen bei einem pH-Wert von 5 bis 6 Citronensdure,
Weinsdure, Gallussidure, Zuckersidure oder deren Alkali-,
Ammonium- oder Erdalkalisalze enthalten; eine Anwendung

auf dem Druckplattengebiet wird nicht erwdhnt.

Das anédische Oxidationsverfahren von Aluminiumtr&gern
fliir Offsetdruckplatten gemdf der US-PS 3,756,826 wird
als Alternative zur Silikatisierung mit wdBrigen Ldsun-
gen von Hydroxydi- oder -tricarbonsduren wie Weinsdure,
Citronensdure oder Apfelsdure in einem Einstufenprozef

durchgefiihrt.

In der DE-0S 22 23 850 (= US-PS 3,824,159) wird ein Ver-
fahren zur Beschichtung von Aluminiumformstiicken, -ble-
chen, -guB8stiicken oder -folien (u. a.'auch fiir Of fset-

druckplatten, aber speziell fiir Kondensatofen) beschrie-
ben, bei dem eine anodische Oxidation in einem widRBrigen
Elektrolyten aus einem Alkalisilikat und einem ogani-

schen Komplexbildner durchgefiihrt wird. Zu den Komplex-

bildnern zdhlen neben Aminen, Aminosduren, Sulfonsiuren,
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Phenolen und Glykolen auch Salze organischer Carbonsidu-
ren wie Maleinsdure, Fumarsdure, Citronensidure oder
Weinsdure. Diese anodische Oxidationsreaktion wird di-
rekt auf dem Aluminium erzeugt, 4. h. ohne zwischenzeit—
liche Bildung einer Aluminiumoxidschicht durch anodische
Oxidation in H,S0, oder H3PO,. Die Elektrolytkonzentra-
tionen sollen vorzugsweise zwischen 0,1 und 15 Gew.-%
fiir das Silikat und zwischen 1 und 12 Gew.-% fiir den
Komplexbildner liegen. Die bevorzugten Verfahrenspara-
meter sind: die Temperatur zwischen 15 und 40° C, die
Beschichtungsdauer zwischen 0,5 und 5 min, die Strom-
dichte zwischen 0,5 und 3 A/dmz. Ein Druckplattentri-
germaterial wurde in Beispiel 9 in einem Elektrolyten
eines Gehalts von 9,2 Gew.~% an Natriumsilikat, 6,3
Gew.—-% an Monoethanolamin und 0,9 Gew.-% an Natriumka-
liumtartrat bei einer Stromdichte wvon 3 A/dm2 wadhrend

15 min und bei 45 bis 50° C anodisch oxidiert.

Das Verfahren zur Herstellung wvon kornartigen oder ge-
maserten Oberfldchen auf Aluminium nach der DE-AS

26 51 346 ( GB-PS 1,523,030) wird direkt auf Aluminium
mit Wechselstrom in einem Elektrolyten durchgefiihrt,
der in wdBriger LSsung 0,01 bis 0,5 Mol/l eines Alkali-
oder Erdalkalihydroxids oder -salzes und gegebenenfalls
0,01 bis 0,5 Mol/l eines Sperrschichtbildners enthidlt.
Nach dieser Oberfldchenbehandlung wird eine Firbebe-
handlung, gegebenenfalls nach vorheriger anodischer
Oxidation, angeschlossen. Zu den Sperrschichtbildnern
sollen u. a. auch Citronensidure, Weinsdure, Bernstein-
sdure, Milchsdure, ZApfelsidure oder deren Salze gehdren.
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Vor der Herstellung der kornartigen oder gemaserten
Oberfliche wird keine anodische Oxidation des Aluminiums
durchgefiihrt. Das zu behandelnde Aluminiumsubstrat wird
vertikal in das elektrolytische Bad gehdngt, um die ge-
winschte Maserung zu erzielen. Im Beispiel 5 wurde ein
wdBriger Elektrolyt eines Gehalts von 10 g/1 an Na-ortho-
silikat und 30 g/1 an Na-tartrat, bei einer Stromdichte
von 3 A/dm2 wdhrend 15 min eingesetzt. Die so hergestell-
ten Produkte sollen fiir die Herstellung von Fensterrahmen,
Wandplatten (Vertidfelungen) und dekorativen Formkdrpern

fiir Fahrzeuge oder Haushaltsartikel geeignet sein.

Diese bekannten anodischen Oxidationsverfahren oder Ober-
flachenstrukturierungen mit Elektrolyten eines Gehalts

an organischen Sduren oder ihren Salzen fiihren - sofern
sie Uberhaupt auf Druckplattentrdger aus Aluminium tiber-
tragen werden kdnnen bzw. fiir diese sinnvoll sind - je-
doch noch nicht zu einer Oberfliche, die fiir Hochlei~
stungsdruckplatten geeignet ist.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren
zur Nachbehandlung von flichigem Aluminium vorzuschlagen,
das zusdtzlich zu einer anodischen Oxidation des Alumini-
ums durchgefiihrt werden kann und zu einer Oberfliche auf
dem so erzeugten Aluminiumoxid fiihrt, die insbesondere
den eingangs dargestellten Praxisanforderungen an eine
Hochleistungsdruckplatte geniigt.

Die Erfindung geht aus von dem bekannten Verfahren zur
Herstellung von platten-, folien~ oder bandférmigen Ma-
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terialien auf der Basis von chemisch, mechadisch und/oder
elektrochemisch aufgerauhtem und anodisch oxidiertem
Aluminium oder einer seiner Legierungen, deren Aluminium-
oxidschichten mit einer widBrigen Alkalisilikatldsung
nachbehandelt werden. Das erfindungsgemdfe Verfahren ist
dann dadurch gekennzeichnet, daf die Nachbehandlung mit
einer wdBrigen Alkalisilikatldsung durchgefiihrt wird, die
zusdtzlich mindestens eine aliphatische Hydroxy-mono-,
-di- oder -tricarbonsiure, eine aliphatische Dicarbon-
sdure oder ein wasserldsliches Salz dieser Sduren ent-
h&dlt. Derart behandelte Materialien werden insbesondere

als Trdger fiir Offsetdruckplatten verwendet.

Zzu den im erfindungsgemdBen Verfahren einsetzbaren ali-
phatischen Carbonsduren zdhlen insbesondere Hydroxytri-
carbonsduren wie Citronensdure, Hydroxydicarbonsduren

wie Wein- oder Apfelsdure, Hydroxymonocarbonsduren wie
Glykol~, Milch- oder Gluconsdure 6der Dicarbonsduren wie
Oxal-, Malon-, Malein- oder Bernsteinsiure. Bevorzugt
werden die entsprechenden wasserldslichen Salze wie Alka-
li- oder Ammoniumsalze eingesetzt, da sie den pH-Wert der
wdBrigen Alkalisilikatl®sung nur unwesentlich ver&ndern;
dieser sollte 2zweckmdpBig im Bereich von 11,5 bis 13,5,
insbesondere bei 12,0 bis 13,0 liegen. Die bei Einsatz
der freien Sduren in der Regel stattfindende Absenkung
des pH-Werts der wdBrigen Alkalisilikatldsung kann durch
Zugabe von Basen wie wdBriger NaOH-Losung wieder auf hd-

here pH~Werte gebracht werden.
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Die Behandlung kann als Tauchbehandlung oder elektroche-
misch durchgefiihrt werden, wobei oftmals die letztere
Verfahrensweise noch eine Steigerung in der Alkaliresi-
stenz bringt. Die elektrochemische Verfahrensvariante
wird insbesondere mit Gleich- oder Wechselstrom, Trapez-,
Rechteck~ oder Dreiecksstrom oder itberlagerungsformen
dieser Stromarten durchgefiihrt; die Stromdichte liegt
dabei im allgemeinen bei 0,1 bis 10 A/dmz. Die Behandlung
der Materialien kann diskontinuierlich oder kontinuier-
lich in den modernen Bandanlagen durchgefiihrt werden,

die Behandlungszeiten liegen dabei zweckm&Big im Bereich
von 5 bis 120 sec und die Behandlungstemperaturen bei 15
bis 80° C, insbesondere bei 40 bis 75° C. Die wiBrige
Losung enthdlt im allgemeinen 1 bis 50 g/l1, insbesondere
5 bis 30 g/1, eines Alkalisilikats (wie Na-metasilikat
oder die im "Wasserglas" enthaltenen Na-tri- und tetra-

silikate) und 3 bis 50 g/l1, insbesondere 5 bis 20 g/1,

einer der oben genannten Sduren und/oder Salze. Das Ge-

wichtsverhdltnis Silikat zu Sdure/Salz liegt vorzugsweise
im Bereich von 1 : 1 bis 4 : 1.

Als geeignete Grundmaterialien flir den Einsatz im erfin-
dungsgemdBen Verfahren, insbesondere fiir die Herstellung
von Druckplattentridgern, zihlen solche aus Aluminium oder
einer seiner Legierungen wie

- "Reinaluminium" (DIN-Werkstoff Nr. 3.0255), 4. h.
bestehend aus » 99,5 $ Al und den folgenden zuldssi-
gen Beimengungen von (maximale Summe von 0,5 %) 0,3 %
si, 0,4 ¢ Fe, 0,03 % Ti, 0,02 % Cu, 0,07 % Zn und
0,03 % Sonstigem, oder
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- "Al-Legierung 3003" {(vergleichbar mit DIN-Werkstoff
Nr. 3.0515), d. h. bestehend aus 2 98,5 % Al, den
Legierungsbestandteilen 0 bis 0,3 % Mg und 0,8 bis
1,5 % Mn und den folgenden zuldssigen Beimengungen
von 0,5 % 8i, 0,5 % Fe, 0,2 % Ti, 0,2 % Z2n, 0,1 % Cu
und 0,15 % Sonstigem.

Die in der Praxis anzutreffenden Aluminiumtrigermateria-
lien flir Druckplatten werden vor Aufbringen der licht-
empfindlichen Schicht noch mechanisch (z. B. durch Bir-
sten und/oder mit Schleifmittel-Behandlungen), chemisch
(z. B. durch Atzmittel) oder elektrochemisch (z. B. durch
Wechselstrombehandlung in wdBrigen HCl- und/oder HNO 5~
LOosungen) aufgerauht. Fir die vorliegende Erfindung wer-
den insbesondere Aluminium-Druckplatten mit elektroche-

mischer Aufrauhung eingesetzt.

Im allgemeinen liegen die Verfahrensparameter in der Auf-
rauhstufe in folgenden Bereichen: die Temperatur des
Elektrolyten zwischen 20 und 60°C, die Wirkstoff-(Siure-,
Salz-)Konzentration zwischen 5 und 100 g/1, die Strom-
dichte zwischen ‘15 und 130 A/dmz, die Verweilzeit
zwischen 10 und 100 sec und die Elektrolytstrdmungsge-~
schwindigkeit in kontinuierlichen Verfahren an der Ober-
fldche des zu behandelnden Werkstlicks zwischen 5 und 100
cm/sec; als Stromart wird meistens Wechselstrom einge-
setzt, es sind jedoch auch modifizierte Stromarten wie
Wechselstrom mit unterschiedlichen Amplituden der Strom-
stdrke fir den Anoden- und Kathodenstrom moglich. Die
mittlere Rauhtiefe R, der aufgerauhten Oberfl&che liegt
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dabei im Bereich von etwa 1 bis 15 um, insbesondere im

Bereich von 2 bis 8 um. Die Rauhtiefe wird nach DIN 4768
in der Fassung vom Oktober 1970 ermittelt, die Rauhtiefe
R, ist dann das arithmetische Mittel aus den Einzelrauh-

tiefen fiinf aneinandergrenzender EinzelmeBstrecken.

Nach dem elektrochemischen Aufrauhverfahren schlieft sich
dann in einer weiteren Verfahrensstufe eine anodische
Oxidation des Aluminiums an, um beispielsweise die Abrieb-
und die Haftungseigenschaften der Oberflidche des Triger-
materials zu verbessern. Zur anodischen Oxidation k&nnen
die {iblichen Elektrolyte wie HyS0y, H3POy, H2C204, Amido-
sulfonsdure, Sulfobernsteinsdure, Sulfosalicylsdure oder
deren Mischungen eingesetzt werden. Es wird beispielswei-
se auf folgende Standardmethoden fiir den Einsatz von

H,S0, enthaltenden wdBrigen Elektrolyten fiir die anodische
Oxidation von Aluminium hingewiesen (s. dazu z. B. M.
Schenk, Werkstoff Aluminium und seine anodische Oxydation,
Francke Verlag - Bern, 1948, Seite 760; Praktische Galva-
notechnik, Eugen G. Leuze Verlag - Saulgau, 1970, Seite
395 ff und Seiten 518/519; W. Hibner und C. T. Speiser,.
Die Praxis der anodischen Oxidation des Aluminiums, Alu-
minium Verlag - Disseldorf, 1977, 3. Auflage, Seiten

137 ££f):

- Das Gleichstrom-Schwefelsdure-Verfahren, bei dem in
einem wdBrigen Elektrolyten aus iblicherweise ca.
230 g H,S0, pro 1 1 Losung bei 10° bis 22°C und ei-
ner Stromdichte von 0,5 bis 2,5 A/dm2 wihrend 10

bis 60 min anodisch oxidiert wird. Die Schwefelsiure-
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konzentration in der widBrigen Elektrolytldsung kann
dabei auch bis auf 8 bis 10 Gew.-% H,S0, {(ca. 100 g
HZSO4/1) verringert oder auch auf 30 Gew.-% (365 g
HZSO4/1) und mehr erhdht werden.

- Die "Hartanodisierung" wird mit einem w&Brigen,
H,80, enthaltenden Elektrolyten einer Konzentration
von 166 g HZSO4/l (oder ca. 230 g H2504/1) bei einer
Betriebstemperatur von 0° bis 5°C, bei einer Strom-
dichte von 2 bis 3 A/dmz, einer steigenden Spannung
von etwa 25 bis 30 V zu Beginn und etwa 40 bis 100 V
gegen Ende der Behandlung und wdhrend 30 bis 200 min
durchgefiihrt. |

Neben den im vorhergehenden Absatz bereits genannten Ver-
fahren zur anodischen Oxidation von Aluminium k&énnen bei-
spielsweise noch die folgenden Verfahren zum Einsatz kom-
men: die anodische Oxidation von Aluminium in einem w&B-
rigen H,S04 enthaltenden Elektrolyten, dessen a13*-1onen-
gehalt auf Werte von mehr als 12 g/l eingestellt wird
(nach der DE-0S 28 11 396 = US-PS 4 211 619), in einem
wdBrigen, H,S80, und H3PO, enthaltenden Elektrolyten (nach
der DE~OS 27 07 810 = US-PS 4 049 504) oder in einem wiB-
rigen, HZSO4' H3PO4 und Al3+-Ionen enthaltenden Elektro-
lyten (nach der DE-0S 28 36 803 = US-PS 4 229 226). Zur
anodischen Oxidation wird bevorzugt Gleichstrom verwen-
det, es kann jedoch auch Wechselstrom oder eine Kombina-
tion dieser Stromarten (z. B. Gleichstrom mit {iberlager-
tem Wechselstrom) eingesetzt werden; der Elektrolyt ist
insbesondere eine H4POy enthaltende wdBrigen Ldsung. Die
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Schichtgewichte an Aluminiumoxid bewegen sich im Bereich
von 1 bis 10 g/m2, entsprechend einer Schichtdicke wvon
etwa 0,3 bis 3,0 um. '

Als lichtempfindliche Schichten sind grunds&tzlich alle
Schichten geeignet, die nach dem Belichten, gegebenen-
falls mit einer nachfolgenden Entwicklung und/oder
Fixierung eine bildm#Bige Fl&che liefern, von der ge-
druckt werden kann. Sie werden entweder beim Hersteller
von vorsensibilisierten Druckplatten oder direkt vom Ver-
braucher auf das Trdgermaterial aufgebracht.

Neben den auf vielen Gebieten verwendeten Silberhaloge-
nide enthaltenden Schichten sind auch verschiedene andere
bekannt, wie sie z. B. in "Light-Sensitive Systems" von
Jaromir Kosar, John Wiley & Sons Verlag, New York 1965
beschrieben werden: die Chromate und Dichromate enthal-
tenden Kolloidschichten (Kosar, Kapitel 2); die ungesit-
tigte‘Verbindungen enthaltenden Schichten, in denen diese
Verbindungen beim Belichten isomerisiert, umgelagert,
cyclisiert oder vernetzt werden (Kosar, Kapitel 4); die
photopolymerisierbare Verbindungen enthaltenden Schich-
ten, in denen Monomere oder Pridpolymere gegebenenfalls
mittels eines Initiators beim Belichten polymerisieren
(Kosar, Kapitel 5); und die o-Diazo-chinone wie Naphtho-
chinondiazide, p-Diazo-chinone oder Diazoniumsalz-Konden-
sate enthaltenden Schichten (Kosar, Kapitel 7). Zu den
geeigneten Schichten zihlen auch die elektrophotogra-
phischen Schichten, d. h. solche die einen anorganischen
oder organischen Photoleiter enthalten. AuBer den licht-
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empfindlichen Substanzen kénnen diese Schichten selbst-
verstindlich noch andere Bestandteile wie z. B. Harze,
Farbstoffe oder Weichmacher enthalten. Insbesondere k&n-
nen die folgenden lichtempfindlichen Massen oder Verbin-
dungen bei der Beschichtung der nach dem erfindungsge-
midRen Verfahren hergestellten Trdgermaterialien einge-
setzt werden: ' ’

Positiv-arbeitende o-Chinondiazid-, bevorzugt o—Naphtho—
chinondiazid-Verbindungen, die beispielsweise in den DE-
PSen 854 890, 865 109, 879 203, 894 959, 938 233,

1 109 521, 1 144 705, 1 118 606, 1 120 273 und 1 124 817
beschrieben werden.

Negativ-arbeitende Kondensationsprodukte aus aromatischen
Diazoniumsalzen und Verbindungen mit aktiven Carbonyl-
gruppen, bevorzugt’Kondensationsprodukte aus Diphenyl—
amindiazoniumsalzen und Formaldehyd, die beispielsweise
in den DE-PSen 596 731, 1 138 399, 1 138 400, 1 138 401,
1 142 871, 1 154 123, den US-PSen 2 679 498 und 3 050 502
und der GB-PS 712 606 beschrieben werden. '

Negativ-arbeitende Mischkondensationsprodukte aroma-
tischer Diazoniumverbindungen, beispielsweise nach der
DE-OS 20 24 244, die mindestens je eine Einheit der all-
gemeinen Typen A(-D), und B verbunden durch ein zweibin-
diges, von einer kondensationsf&higen Carbonylverbindung
abgeleitetes Zwischenglied aufweisen; Dabei sind diése
Symbole wie folgt definiert: A ist der Rest einer min-

destens zwel aromatische carbo- und/oder heterocyclische
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Kerne enthaltenden Verbindung, die in saurem Medium an
mindestens einer Position zur Kondensation mit einer
aktiven Carbonylverbindung befdhigt ist. D ist eine an
ein aromatisches Kohlenstoffatom von A gebundene Diazo-
niumsalzgruppe; n ist eine ganze Zahl von 1 bis 10; und B
der Rest einer von Diazoniumgruppen freien Verbindung,
die in saurem Medium an mindestens einer Position des
Molekiils zur Kondensation mit einer aktiven Carbonylver-—
bindung befihigt ist. '

Positiv—-arbeitende Schichten nach der DE-0S 26 10 842,
die eine bei Bestrahlung S3dure abspaltende Verbindung,
eine Verbindung, die mindestens eine durch S#iure abspalt-
bare C-0-C-Gruppe aufweist (z. B. eine Orthocarbonsdure-
estergruppe oder eine Carbonsdureamidacetalgruppe) und
gegebenenfalls ein Bindemittel enthalten.

Negativ—-arbeitende Schichten aus photopolymerisierbaren
Monomeren, Photoinitiatoren, Bindemitteln und gegebenen-
falls weiteren Zusitzen. Als Monomere werden dabei bei-
spielsweise Acryl- und Methacrylsdureester oder Umset-
zungsprodukte von Diisocyanaten mit Partialestern mehr-
wertiger Alkohole eingesetzt, wie es beispielsweise in
den US-PSen 2 760 863 und 3 060 023 und den DE-0OSen

20 64 079 und 23 61 041 beschrieben wird. Als Photoini-
tiatoren eignen sich u. a. Benzoin, Benzoinether, Mehr-
kernchinone, Acridinderivate, Phenazinderivate, Chin-
oxalinderivate, Chinazolinderivate oder synergistische
Mischungen verschiedener Ketone. Als Bindemittel kdnnen

eine Vielzahl 18slicher organischer Polymere Einsatz
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finden, z. B. Polyamide, Polyester, Alkydharze, Poly-
vinylalkohol, Polyvinylpyrrolidon, Polyethylenoxid,
Gelatine oder Celluloseether.

Negativ-arbeitende Schichten gemdB der DE-0S 30 36 077,
die als lichtempfindliche Verbindung ein Diazoniumsalz-
Polykondensationsprodukt oder eine organische Azidover-
bindung und als Bindemittel ein hochmolekulares Polymeres
mit seitenst&ndigen Alkenylsulfonyl- oder Cycloalkenyl-
sulfonylurethan-Gruppen enthalten.

Es k&nnen auch photohalbleitende Schichten, wie sie z. B.
in den DE-PSen 11 17 391, 15 22 497, 15 72 312, 23 22 046
und 23 22 047 beschrieben werden, auf die erfindungsgemis
hergestellten Trdgermaterialien aufgebracht werden, wo-
durch hochlichtempfindliche, elektrophotographische
Druckplatten entstehen.

Die aus den erfindungsgemdfen Trigermaterialien erhalte-
nen beschichteten Offsetdruckplatten werden in bekannter
Weise durch bildm#Biges Belichten oder Bestrahlen und
Auswaschen der Nichtbildbereiche mit einem Entwickler,
vorzugsweise einer wdfrigen Entwicklerl&sung, in die ge-
winschte Druckform iiberfihrt. Uberraschenderweise zeich-
nen sich Offsetdruckplatten, deren Basistridgermaterialien
nach dem erfindungsgemdfen Verfahren nachbehandelt wur-
den, gegeniiber solchen Platten, bei denen das gleiche
Basismaterial mit lediglich Silikate enthaltenden wiBri-
gen Ldsungen nachbehandelt wurden, durch eine verbesserte

Hydrophilie der Nichtbildbereiche, eine geringere Neigung



10

15

20

25

30

0095581

HOECHST AKTIENGESELLSCHAPFT
KALLE Niederlassung der Hoechst AG .

- 18 -

zur Farbschleierbildung, eine verbesserte Alkaliresistenz
und die Erzielung einer steileren Gradation (gemessen mit
einem Halbtonstufenteil) aus.

In der vorstehenden Beschreibung und‘den nachfolgenden
Beispielen bedeuten %-Angaben, wenn nichts anderes be-
merkt wird, immer Gew.-%. Gew.-Teile stehen zu Vol.-Tei-
len im Verhdltnis von g zu cm3. Im ibrigen wurden folgen-
de Methoden zur Parameterbestimmung in den Beispielen

angewandt:

Die Prifung der Hydrophilie der erfindungsgemdf herge-

stellten Trdgermaterialien wird anhand von Randwinkel-

messungen gegeniiber einem aufgesetzten Wassertropfen
durchgefiihrt, dabei wird der Winkel bestimmt zwischen der
Trigeroberfldche und einer durch den Beriihrungspunkt des
Tropfens gelegten Tangente, er liegt im allgemeinen
zwischen 0 und 90°. Die Benetzung ist umso besser, je
kleiner der Winkel ist.

Zinkattest (nach US-PS 3 940 321, Spalten 3 und 4, Zeilen
29 bis 68 und Zeilen 1 bis 8):

Als MaB fir die Alkaliresistenz einer Aluminiumoxid-

schicht gilt die Aufldsegeschwindigkeit der Schicht in
sec in einer alkalischen Zinkatldésung. Die Schicht ist
umso alkalibestdndiger je ladnger sie zur Aufldsung
braucht. Die Schichtdicken sollten in etwa vergleichbar
sein, da sie natiirlich auch einen Parameter fiir die Auf-
l16segeschwindigkeit darstellen. Man bringt einen Tropfen
einer Ldsung aus 500 ml H,0 dest., 480 g KOH und 80 g
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Zinkoxid auf die 2zu untersuchende Oberfldche und bestimmt
die Zeitspanne bis zum Auftreten von metallischem Zink,
was an einer Dunkelfidrbung der Untersuchungsstelle zu

erkennen ist.

Gravimetrischer Abtrag (Alkaliresistenz)

Die auf der Riickseite durch eine Lackschicht geschiitzte
Probe von definierter Grofe wird in einem Bad bewegt,

das eine wdfrige LOsung eines Gehalts von 6 g/1 an NaOH
enthdlt. Der in diesem Bad erlittene Gewichtsverlust wird

gravimetrisch bestimmt und in g/m2 angegeben. Als Behand-

.lungsdauer in dem alkalischen Bad werden Zeiten von 1, 2,

4 oder 8 min gewdhlt.

Beispiele 1 bis 3 und Vergleichsbeispiele V1 bis V4

Eine Aluminiumfolie wird in verdiinnter widfriger HNO3-L&-
sung mit Wechselstrom elektrochemisch aufgerauht und in
verdiinnter wéBrigef HySO,-L&sung mit Gleichstrom anodisch
oxidiert. Die sich anschlieBende Behandlung wird entweder
nur mit Nazsi03 . 5H20 {(Vergleichsbeispiele V2, V3), nur
mit KNa-tartrat (Vergleichsbeispiel V4) oder mit einem
Gemisch aus beiden Komponenten (Beispiele 1 bis 3) durch-
gefiihrt und mit einer Folie ohne jegliche Nachbehandlung
(Vergleichsbeispiel V1) verglichen. Die Versuchsbedingun-
gen und -ergebnisse sind der sich anschliepBenden Tabelle

Zzu entnehmen.



0095581

HOECHST AKTIENGESELLSCHAPFPT
KALLE Niederlassung der Hoechst AG ;

- 20 -
Tabelle 1

B Nachbehandlung

e

i Alkali-

s | Anteil in g/1 Bedingungen Zinkat-| resistenz

P | in wiBriger Lidsung Test nach

i

e | Silikat Tartrat | Tempe~| Zeit | Art

1 ratur

(° Q) (sec) ’ 2148

Vi - - - - - 19 2,4128]3,3
V2 20 - 40 40 EC 62 0,2}10,3]1,7
V3 20 - 40 40 T 40 0,310,771} 4,1
V4 - 1 40 40 EC 62 1,7} 1,8] 2,3
1 1 1 40 40 EC 59 2,6 2,7/ 4,4
2 1 10 40 40 EC 48 2,2] 3,0/ 4,2
3 20 10 40 40 EC 52 o |o,1 1,7

EC = Elektr<2>chemische Behandlung mit Gleichstrom einer Stromdichte von
1 A/dm

T = Tauchbehandlung



10

15

20

25

30

0095581

HOECHST AKTIENGESELLSCHATFPT
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 21 -

Beispiele 4 bis 15 und Vergleichsbeispiele V5 bis V16

Eine Aluminiumfolie wird in verdiinnter wdBriger HCl-

oder HNO;-L&sung mit Wechselstrom elektrochemisch auf-

gerauht und in verdlinnter wdBriger H,SO,- oder H3PO,-

Ldsung anodisch oxidiert. Die sich anschlieBende Be-

handlung wird entweder nur mit Nazsio3 * 5 Hy0 (V5 bis

V16) oder mit einem Gemisch aus Silikat und KNa-tartrat

(Beispiele 4 bis 15) durchgefithrt und mit Folien ohne

jegliche Nachbehandlung
Versuchsbedingungen und
schlieBenden Tabelle zu

peraturen und teilweise

(V1 und V17) verglichen. Die
-ergebnisse sind der sich an-
entnehmen, wobei die Wirktem-

die Wirkzeiten variiert werden.
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Tabelle 2
B |} Anodi- Nachbehandlung Alkali~
e |sche resistenz
i joxi-
s |dation | Anteil in g/1 Bedingungen 1 2 4
P in wdfriger Lisung
i in -
e Silikat Tartrat | Tempe— | Zeit | Art | Zinkat~
1 ratur Test
(° C | (sec)
V1 | HS04 - - - - - -12,4 12,81 19
V5 . 20 - 25 60 T 1,5 12,7 {4,2 -
Ve " 20 - 25 60 | EC 0,8 {1,5 13,0 -
4 " 20 10 .25 60 T 0,6 |1,4 |2,9 -
5 " 20 10 25 60 | EC 0,5 11,2 {2,5 -
v7 " 20 - 50 5 T 2,7 {3,213,8 -
v 8 " 20 - 50 10 | EC 2,0 (2,428 -
6 " 20 10 50 10 T 6,210,8 | 1,5 -
7 " 20 10 50 10 | EC 0 0,110,2 -
V9 " 20 - 100 2 7| 202429 -
V10 " 20 - 100 2 | EC 1,812,0142,6 -
8 " 20 10 100 2 T 0,8}10,81}1,6 -
9 " 20 10 100 2 | EC 0,6 {1,015 - i
V17 | H3POg - - - - - 1,912,0)2,2; 91
vil " 20 - 25 60 T 1,541,541 1,7| 100
V12 " 20 - 25 60 | EC 0,9}0,9}1,0] 172 ,
10 " 20 10 25 60 T 0,811,011,1}{ 104 !
11 " 20 10 25 60 | EC 0,5]0,5{0,6| 249 i
V13 » 20 - 50 60! o} 0,9{0,9{1,0] 180
V14 " 20 - 50 60 | EC 0,610,7{0,8] 280
12 " 20 10 50 60 T o,8|0,8]0,8] 137
13 " 20 10 50 60 | EC 0,210,2]0,4] 314
V15 " 20 - 100 60 T 0,8]0,9{0,9f 600
V16 " 20 - 100 60 | EC 6,6{0,7)0,7] 900
14 " 20 10 100 60 T 1,011,1] 1,1} 840
15 " 20 10 100 60 | EC 0,2}0,2}0,3] 800
EC = Elektrochemische Behandlung mit Gleichstrom einer Stromdichte von 1 A/dn2 i'
T = Tauchbehandlung
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Mit steigender Temperatur des Behandlungsbades steigt
die Alkaliresistenz der so behandelten Oxidschicht. Die
elektrochemische Behandlungsart verbessert in der Regel
die Alkaliresistenz gegeniiber einer reinen Tauchbehand-
lung bei sonst gleichen Bedingungen. In H,S0,-L&sungen
erzeugte Oxidschichten werden von Silikatl&sungen bei
héherer Temperatur stdrker angegriffen als in H3POy—
Lsungen erzeugte Oxidschichten, so daf - ohne Einsatz
des erfindungsgemdfen Gemisches - die Behandlungszeiten

und -temperaturen stark eingeschridnkt sind.

Beispiele 16 und 17 und Vergleichsbeispiele V18 bis V21

Eine Aluminiumfolie wird in verdiinnter wdfriger HCl-
oder HNO;-L&sung mit Wechselstrom elektrochemisch auf-
gerauht und in verdiinnter wifriger H,50,-L&sung anodisch
oxidiert. Die sich anschlieBende Behandlung wird mit ei-
ner wdfrigen Ldsung eines Gehalts von 40 g/1 an Na28103

* 5 H20 und von 20 g/1 an KNa-tartrat (Beispiele 16 und
17) durchgefiihrt und mit Folien ohne jegliche Nachbehand-
lung (V18 und Vv20) oder mit Polyvinylphosphonsdure(PVPS)-
Nachbehandlung (V19 und V21) verglichen. Die Versuchsbe-
dingungen und -ergebnisse sind der sich anschliefenden
Tabelle zu entnehmen. Die mit wdBrigen Polivinylphosphon-
sdure-LOsungen nachbehandelten Oxidschichten zeigen zwar
eine gute Hydrophilie und eine gute Verminderung in der
Farbschleierempfindlichkeit, aber eine noch nicht in al-
len Fdllen befriedigende Alkaliresistenz.
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Eine nach den Beispielen 16 und 17 nachbehandelte Alumi-
niumfolie wird mit dem folgenden positiv-arbeitenden
lichtempfindlichen Gemisch beschichtet:

6,00 Gew.-Teile Kresol-Formaldehyd-Novolak (Erweichungs-
bereich 105 bis 120° C nach DIN 53 181

1,10 Gew.-Teile 4-(2-Phenyl-prop-2-yl)-phenylester der
Naphthochinon-(1,2)-diazid-(2)sulfon-
sdure-(4)

0,81 Gew.-Teile Polyvinylbutyral

0,75 Gew.-Teile Naphthochinon-(1,2)-diazid-(2)-sulfon-
sdurechlorid-(4)

0,08 Gew.-Teile Kristallviolett

91,36 Gew.-Teile ISsemittelgemisch aus 4 Vol.-Teilen

Ethylenglykolmonomethylether, 5 Vol.-
Teilen Tetrahydrofuran und 1 Vol.-Teil
Butylacetat

Nach der Belichtung und Entwicklung kdnnen von der so er-
zeugten Of fsetdruckform weit iiber 100.000 Drucke in guter
Qualitdt hergestellt werden.

Beispiele 18 bis 61 und Vergleichsbeispiele V22 bis V26
Eine Aluminiumfolie wird in verdiinnter wdBriger HCl- oder

HNO5-L&sung mit Wechselstrom elektrochemisch aufgerauht
und in verdiinnter widBriger H,50,4-L&sung anodisch oxi-
diert. Die sich anschlieBende Behandlung wird mit einer
wdBrigen ISsung von Na28103 * 5 Hy0 (Vergleichsbeispiele)
bzw. einem Gemisch aus Silikat/organischer Carbons&dure
oder Carbonsiduresalz - wie aus der Tabelle zu entnehmen -
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durchgefiihrt. Als Carbonsduren werden Hydroxycarbon- oder
Dicarbonsduren eingesetzt, d. h. Carbonsduren mit einer
oder mehreren Carboxylgruppen und mindestens einer Hydro-
xylgruppe oder Carbonsduren mit zwei Carboxylgruppen. Bei
Einsatz der freien Sduren sinkt der pH-Wert der resultie-
renden wdfrigen L&sungen um etwa 1,5 bis 2,5 Werte ab,
was teilweise zu einer Verringerung derhAlkaliresistenz
(nach gravimetrischer Methode gemessen) fiihrt. Dieser
Effekt kann durch eine Temperaturerhdhung oder eine Ver-
lidngerung der Behandlungszeit ausgeglichen werden, auch
der Einsatz der elektrochemischen Verfahrensvariante
bringt Verbesserungen. Eine signifikante Verbesserung in
der Alkaliresistenz gegeniiber reinen Silikatldsungen kann
durch Einstellung der pH—Werte der wdBrigen Ldsungen auf
Werte erreicht werden, die im Bereich des pH-Wertes von
reinen Silikatldsungen liegen. Diese Einstellung kann
durch unmittelbaren Einsatz von Salzen (Alkali- oder Am-
moniumsalzen) der genannten Carbonsiuren bewirkt werden,
oder durch Zusatz von Basen wie wdBriger NaOH-L&sung zu
den wdBrigen Silikat/Sdure-Gemischen. Auch der Einsatz
von Wechselstrom anstelle von Gleichstrom in der elektro-

chemischen Verfahrensvariante ist méglich.
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Beispiele 62 bis 72 und Vergleichsbeispiele V27 bis V36
Eine Aluminiumfolie wird in verdiinnter wdBriger HCl- oder

HNO3-L&sung mit Wechselstrom elektrochemisch aufgerauht
und in verdiinnter wdBSriger H,S0,-Ldsung anodisch oxidiert.
Die sich anschlieBende Behandlung wird nicht mehr mit
Na25i03 * 5 Hy0 (Natriummetasilikat) mit einem Verhdltnis
von Na,0 : 8102 wie 1 : 1 durchgefiihrt,. das ohne Zusatz
eingesetzt verhdltnismdBig aggressiv die Aluminiumoxid-
schicht beeinfluBt, sondern mit Wasserglas DAB VI mit
einem Feststoffgehalt von etwa 33 %, d. h. in der Regel
einem Gemisch aus Natriumtri- und -tetrasilikaten mit
einem ungefdhren Verhdltnis von Na,0 : SiO, wie 3 : 1.

In den erfindungsgemdBen Beispielen wird als zweite Kom-
ponente KNa-tartrat zugesetzt.
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- Tabelle 5

B Nachbehandlung

e

i Alkali-

s |Anteil in g/1 Bedingungen Zinkat-| resistenz

p |in wbBriger ISsung Test nach

i

e |Wasserglas | Tartrat | Tempe- | Zeit | Art

1 ratur

(° C) (sec) 2| 4| 8

V27 60 - 25 63 T 57 0,2| 1,2 4,5
V28 60 - 25 40 EC 54 0,4 1,04 4,0
V29 60 - 25 24 T 31 1,14 3,6 | 4,9
V30 60 - 25 11 EC 31 1,1} 3,7 5,2
V31 60 - 40 63 T 66 0,41 0,7 | 3,7
V32 60 - 40 40 EC 64 0,31 0,71{ 3,7
V33 60 - 40 24 T 31 2,6} 3,31 4,6
V34 60 - 40 11 EC 31 2,6 3,41 4,3
V35 60 - 70 63 T . 121 0,1t 0,2|0,8
V36 60 - 70 40 EC 106 0,21 0,4}10,8

62 60 10 25 63 T 54 0,2 0,41 2,0

63 60 10 25 40 EC 57 0,21 0,41} 1,8

64 60 10 25 24 T 50 0,9 1,91 3,7

65 60 10 25 11 EC 65 1,0} 1,2{ 3,1

66 60 10 40 63 T 74 0,2 0,21 0,4

67 60 10 40 40 EC 77 0,1} 0,2} 0,5

68 60 10 40 24 T 50 0,31 0,3]| 3,4

69 60 10 40 11 EC 56 0,310,5{ 3,4

70 60 10 70 63 | T 107 |o0,1|0,1}0,2

71 60 10 70 40 EC 117 0,11 0,1} 0,2

72 60 10 70 11 EC 105 0,2|0,2[0,4
T = Tauchbehandlung
EC = Elektrochemische Behandlung mit Gleichstrom einer Stromdichte von



10

15

20

25

30

0095581

HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT
KALLE Niederlassung der Hoechst AG .

- 32 -

Beispiele 73 bis 76 und Vergleichsbeispiele V37 bis W40

Es wird nach den Angaben der Beispielsgruppe 1 bis 3 und V1 bis
V4 vorgegangen, aber mit Aluminiumfolie, die in einem widfrigen
HpSO4 und H3PO4 enthaltenden Elektrolyten anodisch oxidiert wird
(nach der Lehre der DE-OS 28 36 803).

Tabelle 6
B Nachbehandlung
e
i Alkali-
s |Anteil in g/1 Bedingungen resistenz
P | in wdBriger Idsung - : nach
i -
e | Silikat Tartrat| Tempe-| Zeit | Art
1 ratur :
(° ©) | (sec) 2 14 |8
V37 20 - 40 63 | T 0,2 {0,3 |1,4
V38 20 - 40 40 EC 0,1 |0,3 |1,4
V39 20 - 40 24 T 0,1 (1,4 {3,5
V40 20 - 40 11 EC 0,1 1,7 |3,5
73 20 10 40 63 T 0,05 0,11]0,5
74 20 10 40 40 EC 0,0540,05/ 0,7
75 20 10 40 24 T o,1)0,31]2,2
76 20 10 40 11 EC 0,110,312,4
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Patentanspriiche

1 Verfahren zur Herstellung von platten-, folien- oder

bandférmigen Materialien auf der Basis von chemisch,
mechanisch und/oder elektrochemisch aufgerauhtem und
anodisch oxidiertem Aluminium oder einer seiner Le-
gierungen, deren Aluminiumoxidschichten mit einer
wadBrigen Alkalisilikatlésuhg nachbehandelt werden,
dadurch gekennzeichnet, dag die Nachbehandlung mit
einer wdBrigen Alkalisilikatldsung durchgefiihrt wird,
die zusitzlich mindestens eine aliphatische Hydroxy-
mono-, -di- oder -tricarbonsiure, eine aliphatische
Dicarbonsdure oder ein wasserldsliches Salz dieser
Sduren enthdlt,

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB
die wdBrige L&sung einen pH-Wert von 11,5 bis 13,5
aufweist.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-
net, daB die wdBrige L¥sung einen pH-Wert von 12,0 bis
13,0 aufweist.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, daB die Nachbehandlung elektrochemisch
bei einer Stromdichte von 0,1 bis 10 A/dm2 durchge-
fiihrt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch

gekennzeichnet, daB die Nachbehandlung wdhrend eines
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Zeitraums von 5 bis 120 sec und bei einer Temperatur
von 15 bis 80° C durchgefiihrt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch

gekennzeichnet, daB8 die widBSrige Ldsung 1 bis 50 g/l

Alkalisilikat und 3 bis 50 g/1 mindestens einer Car-
bonsiure oder ihres Salzes enthdlt.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, daB die Materialien elektrochemisch
in wdgriger HCl- und/oder HNO3 enthaltender L3sung
aufgerauht und in wdBriger H3PO, enthaltender Ldsung
anodisch oxidiert werden.

Verwendung der nach einem der Anspriiche 1 bis 7 her-
gestellten Materialien als Trdger fiir Of fsetdruck-

platten.
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